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® Beschrieben wird ein Antireflex-Belag fur ein Brillenglas aus Poly(-di-ethylenglycolbisaiiyicarbonat), Polycar- 
bonat, Polymetfiylmethylacrylat, Polythiourethanen, Poly(bisphenol-A-bis-allyicarbonat) 

Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dafl die oberste Schicht des Antireflex-Schiclitsy stems eine niederbre- 
chende Schicht mit einer Dicl^e zwischen 0.5..1.5* X/4 fur eine in der Briiienoptik ubiiche Bezugsweilenlange ist, 
die wenigstens teilwelse aus mindestens einem Metaiifluorid mit einem Brechungslndex ^1.43 besteht. 
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Die Erfindung bezreht sich auf einen Antireflex-Belag fUr ein Brillenglas aus den im Oberbegriff des 
Patentanspruchs 1 angegebenen Kunststoffmaterialien. 

Neben dem in der Vergangenheit fast ausschlieBlich fur Brilleng laser aus Kunststoff mit mittlerer bis 
guter Qualitat eingesetzten Poly-(Diethylenglycolbisallylcarbonat) - auch bekannt unter der Handelsbezeich- 
5 nung CR39 - werden seit einiger Zeit verstarkt auch andere Kunststoffmaterialien in Betracht gezogen, die 
einen hoheren Brechungsindex (1,6 bis 1,7) als Poly-(diethylenglycolbisallylcarbonat) haben. dessen Bre- 
chungsindex n = 1 ,5 ist. 

Bei alien genannten Kunststoffmaterialien stellt sich jedoch folgendes Problem: 
Da die Temperaturbestandigkeit von Brillenglasern aus Kunststoff sehr vie! geringer als die Temperaturbe- 
10 standigkeit von Brillenglasern aus "Silikatglas" Ist, sind in der Vergangenheit eine Rethe von Schichtmate- 
rialien fur Entspiegelungs- bzw. Antireflexbelage, die sich bei Brillenglasern aus Siltkatglas als sehr effektiv 
erwiesen haben, fur Brillenglaser aus Kunststoff material nicht in Betracht gezogen worden: 
Nur beispielsweise wird auf das Standardwerk Dunnschicht-Technologie von Kienel, erschienen Im VDI- 
Verlag, verwiesen, in dem auf Seite 474 wOrtlich ausgefuhrt ist: 
15 Die Temperatur darf beim CR 39 rund 100'C nicht uberschreiten. Versuche haben ergeben, daB MgFa- 
Schichten, bei dieser Temperatur auf Kunststoff aufgedampft, keinesfalls den Gebrauchsanspriichen genii- 
gen. Da andere Beschichtungsmaterialien mit einer Brechzah). die wesentlich kleiner als die des CR 39, 
nicht verfugbar sind, ist bei Kunststoffbrillenglasern eine Reflexionsminderung durch eine Einfachschlcht 
praktisch nicht m5glich. 

20 Aufgrund dieser sowie ahnlichen. in anderen Lehrbuchern zu findenden Aussagen ist in der Vergangen- 
heit die Verwendung von Metallfluoriden und insbesondere von MgF2-Schichten fur Brillenglaser aus den 
im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 genannten Kunststoffmaterialien nicht in Betracht gezogen worden. 

Lediglich fur dunne Polyesterfolien ist in der DE 39 41 796 A1 die Verwendung von MgF2-Schichten 
vorgeschlagen worden. Die Verhaltnisse bei Polyesterfolien sind jedoch nicht mit den Verhaltnissen bei 

25 dicken Substraten - wie sie Brillenglaser darstellen - aus den eingangs genannten Kunststoffmaterialien 
vergleichbar 

/ Die Erfindung geht nun von der Erkenntnis aus, dafi es - entgegen der in der LIteratur vertretenen 

( Auffassung - doch moglich ist, Metallfluorid-Schichten und insbesondere MgFa-Schichten auf Brillenglaser 

aus Poly(-diethylenglycolbisallylcarbonat), Polycarbonat, Polymethylmetylacrylat, Polythiourethanen, Poly- 
30 (bisphenol-A-bisallylcarbonat) derart aufzubringen, da6 die Schichten den ubiichen Gebrauchsanspruchen 
hinsichtlich Abriebfestigkeit, Lebensdauer etc. genugen. Geeignete Verfahren sind beispielsweise plasmaun- 
terstutzte Aufdampfverfahren. wie sie exemplarisch in der EP 0 463 230 A1 beschrieben sind. aber auch 
(bedingt) Sputter-Verfahren. 

DemgemSB wird erfindungsgemSfi vorgeschlagen, daB die oberste Schicht des Antireflex-Schichtsy- 
35 stems fOr Brillenglaser aus den im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 angegebenen Materialien eine 
niederbrechende Schicht mit einer Dicke zwischen 0,5.. .1,5 * X /4 fur eine in der BrilJenoptik ubiiche 
Bezugswellenlange ist, die wenigstens teilweise aus mindestens einem Metallfluorid mit einem Brechungs- 
index ^ 1 .43 besteht. 

Die Bezugswellenlange X kann dabei insbesondere 550 nm sein. 
40 Als Metallfluoride kommen u.a. Aluminiumfluorid. Calziumfluorid, Lithiumfluorid, Natriumaluminiumfluorid 
(Kryolith, Chiolith oder NaF), Yttriumfluorid, Bariumfluorid, Hafniumfluorid, Scandiumfluorid Oder Strontium- 
fluorid in Frage. Besonders bevorzugt ist jedoch die Verwendung von Magnesiumfluorid (MgF2). 

Dabei ist es insbesondere moglich, daS der Antireflexbelag entgegen der in der Literatur vertretenen 
Meinung eine einzige Schicht, namlich eine Schicht beispielsweise aus MgF2 aufweisen kann. 
45 Selbstverstandlich sind aber auch aus mehreren Schichten aufgebaute Schichtsysteme moglich: 

So ist es moglich, unter der niederbrechenden Schicht eine hochbrechende Schicht mit einer Dicke < X /4 
vorzusehen, die insbesondere einen Brechungsindex zwischen 1,7 und 2,4 und eine Dicke zwischen 4 nm 
und 30 nm aufweisen kann. 

Ein geeignetes Material fOr diese hochbrechende Schicht ist beispielsweise Tantalpentoxid, das den 
so Vorteil hat, daS es mit den gleichen Verfahren wie Magnesiumfluorid aufgedampft werden kann. Selbstver- 
standlich konnen aber auch andere hochbrechende Materialien und insbesondere andere hochbrechende 
Metalloxide, wie beispielsweise Ti02 verwendet werden, das einen Brechungsindex n = 2,4 hat. 

Neben der Realisierung von 1- oder 2-schichtigen Belagen ist auch die Realisierung von Belagen mit 
mehr als zwei Schichten. beispielsweise mit vier Schichten moglich. 
55 Beispiele hierfur sind in den Anspruchen 12 bis 14 angegeben. 

Daruberhinaus kann jede der bei dem erfindungsgemaBen Belag eingesetzten Schichten auch in 
\ mehrere aus unterschiedllchen Materialien bestehende Schichtsysteme "aufgespalten" werden. 
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So ist es mOglich, die oberste aus einem Metallfluorid und insbesondere aus MgF2 bestehende Schicht 
in zwei Schichten aufzuspalten, von denen die eine als Haftvermittler dient und insbesondere aus AbOa mit 
einer Dicke bis zu 20 nm bestehen kann. Auf der als IHaftvermittler dienenden Schicht wird dann die 
Metallfiuorldschicht mit einer Dicke insbesondere zwischen 50 und 150 nm aufgebracht. 
5 Ferner ist es moglich auf der IVIetallfluorid-Schicht einen Schutzfilm mit einer Dicke zwischen ca. 1 nm 

und 20 nm aufzubringen. der insbesondere ein Lack, beispielsweise ein Tauchlack, Oder eine Plasmapoly- 
merisationsschicht sein kann. Seibstverstandlich kSnnen die vorgenannten MaGnahmen auch miteinander 
kombiniert werden. 

Weiterhin ist es bevorzugt. wenn der Belag zus3tzlich eine direkt auf dem Kunststoffmaterial des 

10 Brillenglases aufgebrachte Haftschicht und/oder eine Hartschicht aufweist. Die Haftschlcht, die aus einem 
leichtoxidierenden IVIaterial bestehen soUte, kann beispielsweise aus SiOx Oder CrOx, Jewells mit 0,5 i x i 2 
und/oder einem Polymer bestehen und bevorzugt eine Dicke von weniger als 100 nm aufweisen. 

Die Hartschicht, die bevorzugt eine Dicke zwischen 300 nm und 10000 nm aufweist, kann aus 
Siliziumdioxid. einem Lack, beispielsweise einem Epoxid- und insbesondere einem Polysiloxanlack, einer 

75 Plasmapolymerisations-schicht. die ebenfalls insbesondere aus einem Siloxan bestehen kann, und/oder 
einem "Diamond-like-Coating", d.h. einem sogenannten DLC-Film bestehen. Dabei ist es bevorzugt, wenn 
der Hartschicht hochbrechende Materialien derart zugesetzt sind, daB diese einen Brechungsindex-Gradien- 
ten in Richtung ihrer Schichtdicke aufweist Hierdurch werden Oszlllationen im Reflexionsfaktor zumindest 
abgebaut. Als hochbrechendes Material kann beispielsweise Tantalpentoxid, aber auch andere Materialien, 

20 wie das bereits erwahnte Titanoxid verwendet werden. 

Oszlllationen des Reflexionsfaktors k^nnen weiterhin durch eine weitere Schicht mit einer Dicke 
zwischen 0,5. ..1,5 * X /4 und einem Brechungsindex, der zwischen dem Brechungsindex der Hartschicht und 
dem des Substrates Oder der Haftschicht liegt. vermieden werden. Diese weitere Schicht kann beispielswei- 
se aus SiOy mit 0.5 ^ y ^ 2 bestehen, wobei bei einer ebenfalls aus SlOx bestehenden Haftschicht gilt: x < 

25 y. 

Bevorzugt ist jedoch die Verwendung eines zwischengeschobenen weiteren Schichtsystems, das aus 
einer niederbrechenden und einer hochbrechenden Schicht besteht. 
I Dieses weitere Schichtsystem ist insbesondere zwischen Haftschicht und Hartschicht angeordnet. 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung werden die Schichten so ausgewahit, dafi es 
30 moglich ist. samtliche Schichten mittels eines plasmaunterstutzten Aufdampfverfahrens aufzubringen, das 
den Vorteil hat, dafi die Temperatur des Substrats wahrend des Aufdampfvorganges hochstens 100*C 
erreicht und dennoch hervorragende mechanische Eigenschaften aufweist, wobei die empfindlichen Kunst- 
stoffmaterialien mit einem Brechungsindex bis 1 ,7 nicht geschadlgt werden. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausfuhrungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zelch- 
35 nung naher beschrieben. 

deren einzige Rgur den mittleren Reflexionsfaktor fur verschiedene Ausfuhrungsbeispiele zeigt. 
In der Zeichnung ist der (mittlere) Reflexionsfaktor [in Prozent] als Funktion der Wellenlange [in 
Nanometer (nm)] fOr verschiedene erfindungsgemafi ausgebildete Schichtsysteme dargestellt. Der tatsSchli- 
che Reflexionsfaktor weist "Osziilationen" auf. die - wie welter unten noch eriautert wird - durch ein 
40 zwischen Haftschicht und Haftschicht angeordnetes Schichtsystem gedampft werden kdnnen. 

Bei den Schichtsystemen 1 bis 4 wird ein Substrat mit einem Brechungsindex n = 1 ,6 verwendet, auf 
dem eine Haftschicht aus SiOx mit einem Brechungsindex von 1 ,7 und einer Dicke von 5 nm aufgebracht 
ist, auf der wiederum eine Hartschicht aus SiOa mit einer Dicke von 3000 nm und einem Brechungsindex 
von 1 .46 aufgebracht ist. 
45 Bei dem Schichtsystem 5 wird ein Substrat mit einem Brechungsindex von 1 ,5 verwendet. 

Schichtsystem 1 

Das Schichtsystem 1 ist ein {Einfach-)Schichtsystem, das lediglich die vorstehend beschriebene Haftschicht 
50 und die Hartschicht und hierauf eine Schicht aus MgFz mit einer Dicke von 96 nm aufweist. Mit dem 
Bezugszeichen 1 ist die (mittlere) Reflexionskurve 1 bezeichnet, die man mit diesem Schichtsystem erhalt. 

Schichtsystem 2 

55 Das Schichtsystem 2 weist wiederum eine Haftschicht und eine Hartschicht mit den vorstehend angegebe- 
nen Dicken auf. Auf der Hartschicht Ist eine TaaOs -Schicht mit einer Dicke von 8,3 nm und einem 
V Brechungsindex n = 2,1 und hierauf eine Schicht aus MgF2 mit einer Dicke von 123 nm und einem 

Brechungsindex n = 1 ,38 aufgebracht, Mit 2 ist wiederum die zugehfirige mittlere Reflexionskurve bezeich- 
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net. 

Schtchtsystem 3 

5 Bei dam Schichtsystem 3 ist auf der Hartschicht ein vierschichtiges Schichtsystem aufgebracht. das wie 
folgt aufgebaut ist: 



\interste Schicht 
oberste Schicht. 



6,7 niHr Brechungsindex: 2,1 

58 nm 1,63 

127 nm 2,1 

96 nm i,38 



75 

3 bezeichnet die zugehSrige mittlere Reflexionslcurve. 

Bei dem Schiclitsystem 3 ist ferner zwischen Hartschicht und Haftschicht ein Zwischensystem einge- 
schoben. das die Oszillationen dampft. Die Reflexionslcurve 3 ergibt sich mit diesem Zwischensystem. 

20 Schichtsystem 4 

Das Schichtsystem Ist eine Modifikation eines vierschichtigen Systems, bei dem sich auf der Hartschicht 
ein Schichtsystem befindet, dessen dritte (hochbrechende) Schicht in zwei Schlchten aufgespalten ist. und 
das wIe folgt aufgebaut Ist: 



25 



30 



unterste Schicht 
Ta^Og 

Ti02 
Ta^Oc 

Mg^2 
oberste Schicht. 



12,6 nm, Brechungsindex: 2,1 

52,8 nm 1,63 

22.5 nm 2,4 
93, 1 nm 2,1 

97.6 nm 1,38 



35 Das Bezugszeichen 4 bezeichnet wiederum die mittlere Reflexionslcurve. 
Schichtsystem 5 

Im Gegensatz zu den Schlchtsystemen 1 bis 4, die auf einem Substrat mit einem Brechungsindex n = 1 ,6 
40 aufgebracht sind, ist das Schichtsystem 5 auf einem Substrat mit einem Brechungsindex n = 1,5 aufge- 
bracht. Bei dem Schichtsystem handelt es sich urn eine Einfachschicht aus MgF2 mit einer Dicke von 96 
nm, die auf eIner Hartschicht aus Si02 mit einer Dicke von 3000 nm und einem Brechungsindex von 1.46 
aufgebracht ist, die wiederum auf einer Haftschicht aus SiOx mit einem Brechungsindex von 1 ,7 und einer 
Dicke von 5 nm aufgebracht ist, die fur eine gute Verbindung zum Substrat beispielsweise aus OR 39 sorgt. 
45 Das Bezugszeichen 5 bezeichnet die mittlere Reflexlonskurve dieses Schlchtsystems. 

Die dargestellten Reflexionsfaktoren zelgen. daB samtliche Schlchten bezogen auf die Komplexltat des 
Jewelllgen Schichtaufbaus hervorragende Antlreflexionseigenschaften haben. 

Vorstehend ist die Erfindung exemplarisch ohne Beschrankung des allgemeinen Erflndungsgedankens 
beschrleben worden: 

50 Insbesondere sind die fur die einzelnen Schlchten angegebenen Zahlenwerte nicht als ernschrSnkend zu 
betrachten. So erhalt man gieichwertige Reflexionselgenschaften wIe beim Schichtsystem 2, wenn man auf 
einer Ta205 -Schicht mit einer Dicke von 7,2 nm eine Kryollth-Schlcht mit einer Dicke von 123 nm und 
einem Brechungsindex von 1 ,35 aufbrlngt. 

Als welteres Beisplel fOr Modifikationen sei die Moglichkeit genannt, die oberste Schicht aufzuspalten. 

55 Beispielsweise kann das Schichtsystem 3 dadurch verbessert werden, daB die drei unteren Schlchten 
beibehalten werden und die oberste Schicht aus MgF2 in zwei Schlchten aufgespalten wird. Diese beiden 
Schlchten konnen beispielsweise aus MgF2 mit einer Dicke von 89,2 nm und einer Plasmapolymerlsatlons- 
schicht mit einer Dicke von 5 nm und einem Brechungsindex von n = 1 ,5 bestehen. 
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Weiterhin kiJnnen die als Materialien fur das Brillenglas angegebenen Materialien photochrom und/oder 
dauernd eingefarbt sein. 

PatentansprUche 

5 

1. Antireflex-Belag fur ein Brillenglas aus Poly(-diethylenglycolbisaHylcarbonat),Polycarbonat Polymethyl- 
methylacrylat, Polythiourethanen, Poly(bisphenol-A-bis-allylcarbonat) 

dadurch gekennzeichnet, dafi die oberste Schicht des Antireflex-Scliichtsystems eine niederbreclien- 
de Scliiclit mit einer Dicke zwischen 0,5..1,5* X /4 fOr eine in der Brillenoptik ubiiche BezugswellenlSnge 
70 ist. die wenigstens teilweise aus mindestens einem Metallfluorid mit einem Brecliungsindex 2 1.43 
besteht. 

2. Beiag nach Anspruch 1 . 

dadurch gekennzeichnet. daB das Metallfluorid MgF2 ist. 

/5 

3. Belag nach Anspruch 1 Oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, daB die oberste Schicht aus wenigstens zwei Schichten besteht, von denen 
die untere Schicht, z.B. AI2O3, mit einer Dicke bis zu 20 nm als Haftvermittler dient, auf der die 
Metallfluorid-Schicht mit einer Dicke zwischen 50 und 1 50 nm aufgebracht ist. 

20 

4. Belag nach einem der Anspruche 1 bis 3. 

dadurch gekennzeichnet daB die niederbrechende oberste Schicht einen auf der Metallfluorid-Schicht 
aufgebrachten Schutzfilm mit einer Dicke zwischen ca. 1 nm und 20 nm aufweist. 

25 5. Belag nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet. daB der Schutzfilm eine Lackschtcht oder eine Plasmapolymerisations- 
schicht ist. 

6. Belag nach einem der Anspruche 1 bis 5, 

30 dadurch gekennzeichnet, daB der Belag als einzige Schicht die Schicht aus MgF2 aufweist. 

7. Belag nach einem der Anspruche 1 bis 6 

dadurch gekennzeichnet. daB unter der niederbrechenden obersten Schicht eine hochbrechende 
Schicht mit einer Dicke < X /4 vorgesehen ist. 

35 

8. Belag nach Anspruch 7, 

dadurch gekennzeichnet, daB die hochbrechende Schicht einen Brechungsindex zwischen 1 ,7 und 2.4 
und eine Dicke zwischen 4 und 30 nm aufweist. 

40 9. Belag nach Anspruch 7 oder 8, 

dadurch gekennzeichnet, daB die hochbrechende Schicht aus TaaOs besteht. 

10. Belag nach Anspruch 7 oder 8, 

dadurch gekennzeichnet, daB die hochbrechende Schicht aus einer TaaOs -Schicht und einer weiteren 
45 Schicht mit einem Brechungsindex zwischen 1 ,7 und 2.4 besteht. 

11. Belag nach Anspruch 10, 

dadurch gekennzeichnet, daB die weitere Schicht aus Yttriumoxid fc»esteht. 

50 12. Belag nach einem der Anspruche 7 bis 11, 

dadurch gekennzeichnet. daB zwischen der hochbrechenden Schicht und der obersten niederbre- 
chenden Schicht eine weitere Schicht mit vergleichsweise niedrigem Brechungsindex und eine weitere 
hochbrechende Schicht angeordnet sind. 

55 13. Belag nach Anspruch 12, 

dadurch gekennzeichnet. daB die weitere Schicht mit vergleichsweise niedrigem Brechungsindex aus 
AlzOa besteht und eine Dicke zwischen ca. 40 und 90 nm aufweist. 
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14. Belag nach Anspruch 12 Oder 13, 

dadurch gekennzelchnet, da0 die hochbrechende Schicht aus TaaOs besteht und eine Dicke zwi- 
schen ca. ICQ und 150 nm aufweist. 

5 15. Belag nach einem der Anspruche 1 bis 14» 

dadurch gekennzelchnet. daB zumindest die Metallfluorid-Schichten mittels eines plasmaunterstutzten 
Aufdampfverfahrens aufgebracht sind. 

16. Belag nach einem der Anspruche 1 bis 15, 

10 dadurch gekennzelchnet, daB eine direkt auf dem Kunststoffmaterlal des Brillenglases aufgebrachte 
Haftschicht und/oder eine Hartschicht auf dem Brillenglas vorgesehen ist. 

17. Belag nach Anspruch 16, 

dadurch gekennzelchnet, daB die Haftschicht aus einem leicht oxidlerenden Material besteht. 

75 

18. Belag nach Anspruch 16 Oder 17, 

dadurch gekennzelchnet, daB die Haftschicht aus SiOx,CrOx jeweils mit 0,5 ^ x ^ 2 und/oder einem 
Polymer besteht. 

20 19. Belag nach einem der AnsprOche 16 bis 18, 

dadurch gekennzelchnet, daB die Haftschicht eine Dicke von weniger als ca. 100 nm hat. 

20. Belag nach einem der Anspruche 16 bis 19, 

dadurch gekennzelchnet, daB die Hartschicht eine Schicht mit einer Dicke zwischen 300 nm und 
25 10000 nm ist. 

21. Belag nach Anspruch 20, 

dadurch gekennzelchnet. dafi die Hartschicht aus Si02, einem Lack und insbesondere einem 
Polysiloxanlack, einer Plasmapolymerlsationsschicht inst>esondere aus einem Siloxan und/oder einem 
30 DLC-Fllm besteht. 

22. Belag nach Anspruch 21 , 

dadurch gekennzelchnet, daB der Hartschicht hochbrechende Materialten zugesetzt sind. 

35 23. Belag nach Anspruch 22, 

dadurch gekennzelchnet, daB das hochbrechende Material Ta2 05 ist. 

24. Belag nach Anspruch 22 Oder 23, 

dadurch gekennzelchnet, dafi der Zusatz von hochbrechendem Material nicht gleichmaBig erfolgt. so 
40 daB die Hartschicht einen Brechungslndex-Gradienten in Richtung ihrer Schichtdicke aufweist. 

25. Belag nach einem der Anspruche 16 bis 24, 

dadurch gekennzelchnet, dafi zwischen der Hartschicht und der Haftschicht zum Abbau von eventuel- 
len Oszillationen des Reflexionsfaktors ein weiteres Schichtsystem vorgesehen ist. 

45 

26. Belag nach Anspruch 25, 

dadurch gekennzelchnet, daB das wettere Schichtsystem aus einem hochbrechenden und einem 
niederbrechenden Material besteht. 

50 27. Belag nach Anspruch 25, 

dadurch gekennzelchnet, daB das weitere Schichtsystem aus einer Schicht mit einer Dicke zwischen 
0,5.. .1,5 * X/4 und einem Brechungsindex besteht, der zwischen dem Brechungsindex der Hartschicht 
und dem der Haftschicht bzw. des Substrats liegt. 

55 28. Belag nach Anspruch 26, 

dadurch gekennzelchnet, daB die weitere Schicht aus SiOy mit 0,5 S y ^ 2 besteht 
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29. Belag nach Anspruch 27, 

dadurch gekennzelchnet, daB bei einer aus SiOx bestehenden Haftschicht gilt: x < y. 

30. Belag nach einem der Anspruche 1 bis 28, 

dadurch gekennzeichnet, dafl samtliche Schichten mittels eines plasmaunterstutzten Aufdampfverfah- 
rens aufgebracht sind. 

31. Belag nach Anspruch 29, 

dadurch gekennzeichnet. daB die Temperatur des Substrats wShrend des Aufdampfvorgangs h3ch- 
stens 100*C erreicht hat. 
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21. Jull 1994 



Malic, K 



KATIvCORIK DKR GKNANNI iyvi DOKIJMRN t>: 

X : von besonderer Bedcutung alldn betrachtet 

V : von besonderer BedcutunK In Verbtndung mil einer 

anderen VerttffentlichunK derselben Katcgprie 
A : technolQ|{lschcr lllntcrgrund 
O : nichtschrifillche (Iffenbarung 

V : /.nrlschenlitetattir 



T : der l>flndung xugninde liegaide I'heorien oder GrundsttUje 
F. : Sllcres ratenldokoment, das Jedoch erst am odcr 

nach den Anraeldedatum veraffentllchi worden isi 
I) : In der Anrocldunc angefUhrtes Dokoraent 
I, : aus andem Grllnocn angefUhrtes Dokareent 
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